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摘要(译)

一种用于制造气相沉积掩模的方法，包括提供包括塑料膜的基板。 静电
保护膜放置在塑料膜的表面上。 将结合有静电保护膜的基板固定在框架
上并施加张力。 蚀刻塑料膜以在塑料膜中形成至少一个开口，并且去除
静电保护膜，从而留下气相沉积掩模。 该制造方法防止了制造过程中的
移动以及在气相沉积过程中的湿气和刮擦，并且不存在颗粒（碎屑）或
蚀刻过程中的其他情况。
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